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Аннотация — Представлены результаты разработки 

устройства, позволяющего в автоматическом режиме опре-
делять оптимальное давление процесса СВЧ плазмохими-
ческой обработки материалов.  

1. Введение 
Одним из основных параметров проведения про-

цесса СВЧ плазмохимического травления и очистки 
материалов является давление в разрядной обла-
сти, при котором достигается минимальный потенци-
ал зажигания разряда и максимальная проводимость 
плазмы [1]. Поэтому разработка методов и 
устройств, позволяющих определять оптимальное 
давление, при которых скорость проведения процес-
сов плазменной обработки материалов максималь-
на, является актуальной задачей. 

2. Основная часть 
Экспериментально установлено [2], что длитель-

ность периода задержки начала СВЧ разряда по от-
ношению к началу генерации СВЧ энергии зависит от 
давления газа и носит экстремальный характер. 

На основании разработанного метода определе-
ния оптимального давления [2] разработано устрой-
ство, с помощью которого возможно в автоматиче-
ском режиме определять величину оптимального 
давления для проведения процессов СВЧ плазмохи-
мической обработки материалов.  

Устройство работает в составе системы, струк-
турная схема которой приведена на рис.1, состоящей 
из фотоэлектронного умножителя (ФЭУ), детектор-
ной секции, расположенной в волноводном тракте и 
датчика давления, а также персонального компьюте-
ра (ПК) для графического отображения информации. 
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Рис. 1  

Обработка сигнала и связь с персональным ком-
пьютером реализована при помощи микроконтрол-
лера на базе процессорного ядра ARM Cortex-M4. 
Для преобразования аналогового сигнала в цифро-

вой код используется аналогово-цифровой преобра-
зователь последовательного приближения, встроен-
ный в микроконтроллер. 

Входной каскад реализован на базе инструмен-
тального усилителя с программируемым коэффици-
ентом усиления. Коэффициент усиления устанавли-
вается микроконтроллером в зависимости от ампли-
туды входного сигнала для достижения максималь-
ного динамического диапазона. Для устранения вы-
сокочастотных помех, а также эффекта наложения 
спектров, применяется пассивный фильтр нижних 
частот [3].  

Связь с персональным компьютером осуществ-
ляется при помощи интерфейса USB, аппаратная 
поддержка которого реализована в выбранном мик-
роконтроллере.  

3. Заключение 
Результаты апробации разработанного устрой-

ства показали, что степень совпадения полученных 
результатов с данными технологических экспери-
ментов по удалению пленочного фоторезиста в ат-
мосфере О2 и воздуха составило ± 15 %. Таким об-
разом, программно-аппаратная реализация метода 
определения оптимального давления позволяет в 
автоматическом режиме определять оптимальное 
давление, что значительно сокращает длительность 
и трудоемкость процедуры определения искомого 
давления газа, а также упрощает процесс интегриро-
вания диагностической системы в современное 
плазменное технологическое оборудование. 
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